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(57)【要約】
【課題】可能な限りの使用柔軟性を有し、簡便かつコスト的に有利な、基板上への構造形
成コーティングの新規な形成方法を提供すること。
【解決手段】基板上にゾル／ゲル溶液を構造形成された状態で塗布し、ゾル／ゲルコーテ
ィングを静置して乾燥及び／又は焼付けを行う工程、又は、被覆ワニスを使用して基板に
塗布したゾル／ゲルコーティングを構造形成する工程。或いは、これらの方法の変法も本
発明に包含される。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面の少なくとも一部若しくは全部にマクロ構造形成されたコーティングを含んでなる
基板であって、当該コーティングが、
（Ａ）基板上にゾル／ゲル溶液を構造形成された状態で塗布し、ゾル／ゲルコーティング
を静置して乾燥及び／又は焼付けを行う方法か、又は
（Ｂ）被覆ワニスを使用して基板に塗布したゾル／ゲルコーティングを構造形成する方法
、により形成される方法。
【請求項２】
　前記（Ｂ）の方法が、
（１）基板上へ被覆ワニスを塗布する工程であって、当該工程が既に構造形成された状態
での塗布であるか、又は塗布後における被覆ワニスによる構造形成である工程と、
（２）ゾル／ゲル溶液を塗布する工程と、
（３）ゾル／ゲルコーティングを静置してゾル／ゲル溶液を乾燥させる工程と、
（４）機械的、化学的又は熱的手段を用いて被覆ワニスを除去する工程と、
（５）任意に、乾燥したゾル／ゲルコーティングを静置して乾燥ゾル／ゲルコーティング
を焼付ける工程からなる変法（ｂ１）により行われる、請求項１記載の基板。
【請求項３】
　前記（Ｂ）の方法が、
（１）基板上へゾル／ゲル溶液を塗布し、溶媒を蒸発させてゾル／ゲルコーティングを形
成し、及び任意に、硬化ゾル／ゲルコーティングを静置し乾燥ゾル／ゲルコーティングを
焼付ける工程と、
（２）ゾル／ゲルコーティング上へ被覆ワニスを塗布する工程であって、当該工程が既に
構造形成された状態での塗布であるか、又は塗布後における被覆ワニスの構造形成である
工程と、
（３）任意の位置又は被覆ワニスで覆われていない位置において、特に腐蝕性の化学物質
を含有する溶液によりゾル／ゲルコーティングを除去する工程と、
（４）機械的、化学的又は熱分解的手段により被覆ワニスを除去する工程と、
（５）任意に、工程（１）で反応が完了しない場合に、硬化ゾル／ゲルコーティングを静
置し、構造形成され乾燥されたゾル／ゲルコーティングを焼付ける工程、からなる変法（
ｂ２）により行われる、請求項１記載の基板。
【請求項４】
　前記被覆ワニスが（スクリーン）印刷可能な状態で用いられる、請求項１から３のいず
れか１項記載の基板。
【請求項５】
　前記被覆ワニスがフォトレジストである、請求項１から４のいずれか１項記載の基板。
【請求項６】
　前記構造形成が、基板にフォトレジストを塗布した後で、それを塗布不要な領域から除
去することにより行われる、請求項５記載の基板。
【請求項７】
　前記被覆ワニスが、構造形成された状態か、又は塗布後に構造形成された状態において
焼付けられている、請求項１から６のいずれか１項記載の基板。
【請求項８】
　余分な被覆ワニスを除去するための機械的、化学的又は熱的手段が、溶媒、水、酸、ア
ルカリ若しくは熱処理、又はそれらの組合せを用いた引き剥がし、拭い取り、ブラシ掛け
から選択される、請求項１から３のいずれか１項記載の基板。
【請求項９】
　前記基板への方法（Ａ）による構造形成された状態におけるゾル／ゲル溶液の塗布が、
公知の印刷方法により行われる、請求項１から３のいずれか１項記載の基板。
【請求項１０】
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　低粘性ゾル／ゲル溶液による前記印刷方法が、デジタル印刷、タンポン印刷及び凹版印
刷から選択される方法である、請求項９記載の基板。
【請求項１１】
　前記印刷方法が、エアブラシ印刷又はインクジェット印刷から選択されるデジタル印刷
であり、特にピエゾ技術に基づく印刷方法である、請求項９記載の基板。
【請求項１２】
　前記ゾル／ゲル溶液の基板への塗布が、前記方法（Ａ）に従い構造形成された状態で、
高粘性で十分なチキソトロピー性を有するゾル／ゲル溶液を用いて、スクリーン印刷、タ
ンポン印刷、オフセット印刷若しくは凸版印刷から選択される印刷方法で行われる、請求
項１から３のいずれか１項記載の基板。
【請求項１３】
　前記ゾル／ゲル溶液の溶媒が、水、アルコールなどの公知の全ての溶媒、好ましくはハ
ロゲン不含有の低沸点（１２０℃以下の沸点）及び高沸点（１２０℃～２５０℃の沸点）
の溶媒、並びにそれらの混合物から選択される、請求項１から１２のいずれか１項記載の
基板。
【請求項１４】
　前記ゾル／ゲルコーティングが無機及び／又は有機系の染料、顔料及び／又は濃縮剤、
分散剤、除泡剤、沈殿防止剤、表面張力調整剤、加工助剤、脱気剤、平滑剤、工程改良剤
、架橋剤、プライマーからなる群から選択される構成成分を更に含んでなる、請求項１か
ら１３のいずれか１項記載の基板。
【請求項１５】
　前記基板がプラスチック、金属（特に特殊鋼）、木材、エナメル、ガラス、セラミック
（特にガラス系セラミック、好ましくはガラス及びガラス系セラミック）からなる群から
選択される、請求項１から１４のいずれか１項記載の基板。
【請求項１６】
　前記基板が透明である、請求項１から１５のいずれか１項記載の基板。
【請求項１７】
　前記ゾル／ゲル溶液が、チタン酸化物、ジルコニウム酸化物、ケイ素酸化物、アルミニ
ウム酸化物、スズ酸化物、ホウ酸若しくはリン酸、又はそれらの混合物（特にケイ素酸化
物）の少なくとも１つを含んでなる、請求項１から１６のいずれか１項記載の基板。
【請求項１８】
　表面の少なくとも一部若しくは全部にマクロ構造形成されたコーティングを含んでなる
、請求項１から１７記載の基板の製造方法であって、当該コーティングが、
（Ａ）基板上にゾル／ゲル溶液を構造形成された状態で塗布し、ゾル／ゲルコーティング
を静置して乾燥及び／又は焼付けを行う方法か、又は
（Ｂ）被覆ワニスを使用して基板に塗布したゾル／ゲルコーティングを構造形成する方法
、により形成される方法。
【請求項１９】
　表面の少なくとも一部若しくは全部にマクロ構造形成されたコーティングを含んでなる
、請求項１から１７記載の基板の製造方法であって、
（１）基板上へ被覆ワニスを塗布する工程であって、当該工程が既に構造形成された状態
での塗布であるか、又は塗布後における被覆ワニスによる構造形成である工程と、
（２）ゾル／ゲル溶液を塗布する工程と、
（３）ゾル／ゲルコーティングを静置してゾル／ゲル溶液を乾燥させる工程と、
（４）機械的、化学的又は熱的手段を用いて被覆ワニスを除去する工程と、
（５）任意に、乾燥したゾル／ゲルコーティングを静置して乾燥ゾル／ゲルコーティング
を焼付ける工程からなる変法（ｂ１）により行われる方法。
【請求項２０】
　表面の少なくとも一部若しくは全部にマクロ構造形成されたコーティングを含んでなる
、請求項１から１８記載の基板の製造方法であって、
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（１）基板上へゾル／ゲル溶液を塗布し、溶媒を蒸発させてゾル／ゲルコーティングを形
成し、及び任意に、硬化ゾル／ゲルコーティングを静置し乾燥ゾル／ゲルコーティングを
焼付ける工程と、
（２）ゾル／ゲルコーティング上へ被覆ワニスを塗布する工程であって、当該工程が既に
構造形成された状態での塗布であるか、又は塗布後における被覆ワニスの構造形成である
工程と、
（３）任意の位置又は被覆ワニスで覆われていない位置において、特に腐蝕性の化学物質
を含有する溶液によりゾル／ゲルコーティングを除去する工程と、
（４）機械的、化学的又は熱分解的手段により被覆ワニスを除去する工程と、
（５）任意に、工程（１）で反応が完了しない場合に、硬化ゾル／ゲルコーティングを静
置し、構造形成され乾燥されたゾル／ゲルコーティングを焼付ける工程からなる変法（ｂ
２）により行われる方法。
【請求項２１】
　形成されたコーティングの品質が良好であるとき、その後の焼付工程が省略される、請
求項１９又は２０記載の方法。
【請求項２２】
　前記被覆ワニスが（スクリーン）印刷可能な状態で用いられる、請求項１８から２１の
いずれか１項記載の方法。
【請求項２３】
　前記被覆ワニスがフォトレジストとして用いられる、請求項１８から２２のいずれか１
項記載の方法。
【請求項２４】
　前記構造形成が、基板にフォトレジストを塗布した後で、それを塗布不要な領域から除
去することにより行われる、請求項２３記載の方法。
【請求項２５】
　前記被覆ワニスが、構造形成されていない状態か、又は塗布後に構造形成された状態に
おいて、更に焼付けられる、請求項１８から２４のいずれか１項記載の方法。
【請求項２６】
　前記機械的、化学的又は熱的手段が、溶媒若しくは熱処理、又はそれらの組合せを用い
た引き剥がし、拭い取り、ブラシ掛けから選択される、請求項１８から２５のいずれか１
項記載の方法。
【請求項２７】
　前記ゾル／ゲル溶液の基板への構造形成された状態での塗布が、低粘性で十分なチキソ
トロピー性を有するゾル／ゲル溶液を用いて、デジタル印刷、タンポン印刷及び凹版印刷
から選択される印刷方法で行われる、請求項１８から２６のいずれか１項記載の方法。
【請求項２８】
　前記印刷方法が、エアブラシ印刷又はインクジェット印刷から選択されるデジタル印刷
であり、特にピエゾ技術に基づく印刷方法である、請求項２７記載の方法。
【請求項２９】
　前記ゾル／ゲル溶液の基板への構造形成された状態での塗布が、高粘性のゾル／ゲル溶
液を用いて、デジタル印刷、タンポン印刷及び凹版印刷から選択される印刷方法で行われ
る、請求項１８から２８のいずれか１項記載の方法。
【請求項３０】
　前記ゾル／ゲル溶液の乾燥温度が、室温（２５℃）～３００℃、好ましくは室温（２５
℃）～１００℃である、請求項１８から２９のいずれか１項記載の方法。
【請求項３１】
　前記ゾル／ゲル溶液の焼付温度が、２００℃～８００℃、好ましくは２５０℃～６００
℃である、請求項１８から３０のいずれか１項記載の方法。
【請求項３２】
　前記ゾル／ゲル溶液の溶媒が、水、アルコールなどの当業者に公知の全ての溶媒、好ま
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しくはハロゲン不含有の低沸点（１２０℃以下の沸点）及び高沸点（１２０℃～２５０℃
の沸点）の溶媒、更にはそれらの混合物から選択される、請求項１８から３０のいずれか
１項記載の方法。
【請求項３３】
　前記ゾル／ゲルコーティングが無機及び／又は有機系の染料、顔料及び／又は濃縮剤、
分散剤、除泡剤、沈殿防止剤、表面張力調整剤、加工助剤、脱気剤、平滑剤、工程改良剤
、架橋剤、プライマーからなる群から選択される構成成分を更に含んでなる、請求項１８
から３２のいずれか１項記載の方法。
【請求項３４】
　前記基板がプラスチック、金属（特に特殊鋼）、木材、エナメル、ガラス、セラミック
（特にガラス系セラミック、好ましくはガラス及びガラス系セラミック）からなる群から
選択される、請求項１８から３３のいずれか１項記載の方法。
【請求項３５】
　前記基板が透明である、請求項１８から３４のいずれか１項記載の方法。
【請求項３６】
　前記基板の片面又は両面に構造が形成される、請求項１８から３５のいずれか１項記載
の方法。
【請求項３７】
　前記ゾル／ゲル溶液が、チタン酸化物、ジルコニウム酸化物、ケイ素酸化物、アルミニ
ウム酸化物、スズ酸化物、ホウ酸若しくはリン酸、又はそれらの混合物の少なくとも１つ
を含んでなる、請求項１８から３６のいずれか１項記載の方法。
【請求項３８】
　ゾル／ゲル溶液が、約１～約８０重量％の金属酸化物、金属酸化物前駆物質又は金属単
体と、約２０～約９９重量％の溶媒と、０重量％～約５０重量％の着色成分と、０重量％
～約１０重量％の添加剤を含んでなるか若しくはそれらのみからなり、全成分の総量が１
００％に補充調整される、請求項１８から３７のいずれか１項記載の方法。
【請求項３９】
　請求項１８から３８のいずれか１項記載の方法により得られる、表面の少なくとも一部
若しくは全部にマクロ構造形成されたコーティング。
【請求項４０】
　前記マクロ構造形成されたコーティングが、前記基板の内部領域に存在し、周辺領域に
は始めから存在しないか若しくは剥離されて存在しない、請求項３９記載の表面の少なく
とも一部若しくは全部にマクロ構造形成されたコーティング。
【請求項４１】
　請求項３９又は４０記載の表面の少なくとも一部若しくは全部にマクロ構造形成された
コーティングの、抗反射コーティング、カラーコーティング、装飾コーティング、光触媒
コーティング、抗菌コーティング、抗ウイルスコーティング、防黴コーティング、抗殺菌
剤コーティング、藻類抑制コーティング、曇り防止コーティング、汚れ防止コーティング
、臭気中和コーティング、指紋防止コーティング、空気浄化コーティング又はそれらの組
み合わせから選択される機能性コーティングとしての使用。
【請求項４２】
　請求項４１記載の表面の少なくとも一部若しくは全部にマクロ構造形成されたコーティ
ングの使用であって、コーティングの構造形成が、コーティングされた基板のシステム全
体への組込を容易化又は可能にする目的で行われる使用。
【請求項４３】
　請求項１から１７記載の表面の少なくとも一部若しくは全部にマクロ構造形成されたコ
ーティングを含んでなる基板の、調理台、建設用ガラス、ガラス加工品（特に窓ガラス）
、額縁、タイル、プール、鏡、壁、パネル、覗き窓ガラス板、ベーキング用皿、ガラス板
、冷凍庫の挿入板、挿入面若しくは引き出し、保管ケース、防護カバー材、プレート、容
器、飲食容器、台所用品（特にガラス及びガラスセラミック製品）としての使用。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表面の少なくとも一部若しくは全部がマクロ構造形成されたコーティングを
含んでなる基板、その製造方法及びその使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　基板材料として使用する特にガラス及びガラス系セラミック上に多くの機能コーティン
グ又は機能コーティングシステムを形成させるため、しばしばゾル／ゲル技術が使用され
る。そのようなゾル／ゲルコーティングの例としては以下のものが挙げられる。
【０００３】
【表１】

【０００４】
　使用されるゾル／ゲル溶液の粘度は、アプリケーションに応じて様々である。しかし、
多くの場合それらは水溶液のレベルに相当し、したがって非常に低い値の粘度である。通
常、コーティングの形成は浸漬、溢流、射出、スプレー、注流、塗工、ローラ塗布又はス
ピンコーティングなどの常法を用いて面全体に対して行われる。通常、コーティングはそ
の後で熱処理工程に供され、硬化する。
【０００５】
　この種の機能コーティングの構造形成は、１つの大きな克服すべき課題である。なぜな
ら、使用する溶液の粘度が低いため、例えばオフセット印刷やスクリーン印刷など旧来の
印刷方法ではこの場合用をなさないからである。しかし、ガラス基板上へのカラー透明コ
ーティングの形成については、デジタル印刷技術を利用した方法が公知である。それは例
えば、有機染料を含有するＳｉＯ２系ゾルを原料として実施できる。
【０００６】
　ゾル／ゲルコーティングの塗布による構造形成に関して、その他にもこれまでに幾つか
の提案がなされている。
【０００７】
　特許文献１には、基板上に焼結構造を形成させるための方法が記載されている。すなわ
ち、ゾル／ゲル溶液などの、粒子を含有する液体をインクジェットプリンターにより基板
上に塗布し、その塗布した液体をレーザパルスの作用で蒸発させ、コーティング状の焼結
構造を形成する方法である。
【０００８】
　特許文献２には、基板表面上でゾル／ゲル組成物を固化及び構造形成させる方法が記載
されている。すなわち、ゾル／ゲル組成コーティングを基板表面上に沈積させ、次にゾル
／ゲル皮膜を硬化させるために、電子ビームをゾル／ゲル皮膜の選択した領域に向け、硬
化させない領域については溶剤を使用して除去して元通りにする方法である。
【０００９】
　また、特許文献３には、インクジェット用インク及びその印刷法に関して記載されてい
る。すなわち、当該インクは９０～９９．９重量％の水性ゾル／ゲル媒質、好ましくはカ
ラギナンと水の混合物のほか、更に０．１～１０重量％の着色剤を含む、熱可逆的に変化
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できるゾル／ゲルタイプのインクに関する技術である。それは常温ではゲル状であり、４
０℃～１００℃の温度域ではゾル状である。当該インクはゾルの状態で基板に塗布され、
更に冷却してゲルを形成させる。使用する基板は実際には専らインクの浸透する紙材であ
る。
【００１０】
　特許文献４は、ゾル前駆物質と薄膜コーティング用の液体からなる混合物の、基板への
模様塗布工程、及び架橋結合させた不溶性のゾル／ゲルポリマーマトリックスを模様状に
形成するための、薄膜コーティングからの液体除去の工程を含んでなる模様形成方法に関
して記載している。また、当該方法により製造された結像基材、例えばリソグラフィー印
刷用の印刷版に関する記載も存在する。ゾル／ゲルマトリックスにより得られる模様領域
はそれにより「ネガ」として用いられ、印刷インキが塗布された後、模様再生のために然
るべき被写材に転写される。
【００１１】
　また、特許文献５は、視認できる模様を有する対象物の作製方法を記載している。すな
わち、初めに基板表面の少なくとも１つの領域にマスクをかけ、次に該表面のマスク領域
及び非マスク領域に少なくとも１種類の薄膜コーティングを塗布した後、マスクを元通り
に除去し、所望の模様を生成させるという方法である。これによって作製された対象物は
、金属含有コーティング、半金属含有コーティング及びそれらの組み合わせから選択され
る少なくとも１つの第１層及び第１層とはコントラストの明かに異なる第２層を有する通
常透明な薄膜コーティングで被覆され、それは反射光のもとでは第１の色彩を呈し、透過
光のもとでは第２の色彩を呈する。ゾル／ゲル技術については言及されてはいるものの、
それを実現させるための実施例が全く示されていない。
【００１２】
　最後の先行技術例は、特許文献６に記載されている、薄膜コーティングのミクロ構造形
成のためのリフトオフ法である。すなわち、コーティング対応部分に刳り抜きの入ったマ
スクが基板上に付与され、同時にゾルがマスクで被覆された基板上に塗布されて該ゾル皮
膜が硬化処理され、一方マスクはマスク表面上に残った固化ゾルと共に取り除かれ、その
後硬化ゾル皮膜がエネルギーの供給下で所望の形状に形成される方法である。また、この
方法によって作製された、半導体部品などの、ミクロ構造形成薄膜コーティングが施され
た構成部品についても記載されている。
【００１３】
【特許文献１】国際公開第９７／３８８１０Ａ１号パンフレット
【特許文献２】国際公開第０２／１７３４７Ａ１号パンフレット
【特許文献３】欧州特許出願公開第０３２９０２６号公報
【特許文献４】米国特許第５９７０８７３号公報
【特許文献５】国際公開第９９／３３７６０号公報
【特許文献６】独国特許出願公開第１００１９８２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の基本的課題は、現状の技術を改良して、基板上に構造形成コーティングを形成
できる、可能な限りの使用柔軟性を有し、簡便かつコスト的に有利な方法を提供すること
にある。特に、任意の基板に所望の構造形成コーティングを施すことができるものが好ま
しい。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記の課題は、本発明に係る工程（ａ）又は工程（ｂ）によって得られる、表面の少な
くとも一部若しくは全部がマクロ構造形成されたコーティングを含んでなる基板によって
解決される。
【００１６】
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　工程（ａ）：基板上にゾル／ゲル溶液を構造形成された状態で塗布し、ゾル／ゲルコー
ティングを静置して乾燥及び／又は焼付けを行う工程、又は
工程（ｂ）：被覆ワニスを使用して基板に塗布したゾル／ゲルコーティングを構造形成す
る工程。
【００１７】
　本発明に係る基板の作製方法には３つの変法が存在し、それらも本発明の範囲に包含さ
れる。変法（ａ）は下記の工程を有する。
【００１８】
　基板上へ構造形成された状態でゾル／ゲル溶液を塗布する工程、及び、硬化されたゾル
／ゲルコーティングを静置して乾燥及び／又は焼付を行う工程。
【００１９】
　本発明に係る方法の変法（ｂ１）は下記の工程を有する。
【００２０】
　（１）基板上へ被覆ワニスを塗布する工程（既に構造形成された状態での塗布の場合と
、塗布後に被覆ワニスを構造形成する場合を含む）と、
（２）ゾル／ゲル溶液を塗布する工程と、
（３）ゾル／ゲルコーティングを静置してゾル／ゲル溶液を乾燥させる工程と、
（４）機械的、化学的又は熱的手段を用いて被覆ワニスを除去する工程と、
（５）任意に、乾燥したゾル／ゲルコーティングを静置して乾燥ゾル／ゲルコーティング
を焼付ける工程。
【００２１】
　本発明に係る変法（ｂ２）は下記の工程を有する。
【００２２】
　（１）基板上へゾル／ゲル溶液を塗布し、溶媒蒸発によりゾル／ゲルコーティングを形
成し、及び任意に、硬化ゾル／ゲルコーティングを静置し乾燥ゾル／ゲルコーティングを
焼付ける工程と、
（２）ゾル／ゲルコーティング上へ被覆ワニスを塗布する工程（但し、既に構造形成され
た状態での塗布の場合と、塗布後に被覆ワニスを構造形成する場合を含む）と、
（３）任意の位置又は被覆ワニスで覆われていない位置において、特に腐蝕性の化学物質
を含有する溶液によりゾル／ゲルコーティングを除去する工程と、
（４）機械的、化学的又は熱分解的手段により被覆ワニスを除去する工程と、
（５）任意に、工程（１）で反応が完了しない場合に、硬化ゾル／ゲルコーティングを静
置し、構造形成及び乾燥されたゾル／ゲルコーティングを焼付ける工程。
【００２３】
　したがって、構造形成されたコーティング層を有する基板も本発明に包含され、その場
合、構造形成されたコーティング層の形成には上記ゾル／ゲル溶液が使用される。「構造
」の概念は本発明では可能な限り広義に解釈するものとし、そこには同一又は異なる視覚
的な形態、機能体など（例えば模様、ロゴ、イラスト、単語、マーク、幾何学模様、記号
、文字）が包含される。この形状は基板上の面全体に付与してもよく、又は面の一部にの
み付与してもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明では、材料としてゾル／ゲルシステム、すなわち、乾燥させることにより薄く、
好ましくは透明なゲル皮膜が形成され、好ましくは焼付／焼きなまし処理で硬化するゾル
が使用される。「ゾル／ゲルコーティング」の概念は、本発明ではゾル／ゲル法によって
形成されたコーティングを意味するものとする。
【００２５】
　また本発明ではいわゆるナノゾルを使用してもよい。そのようなゾルの平均粒子径は＜
８００ｎｍ、好ましくは＜２００ｎｍ、特に好ましくは＜１００ｎｍの範囲である。
【００２６】
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　ゾル／ゲルコーティングは、１種類以上の金属酸化物をベースとしており、好ましくは
、少なくとも１種類はチタン酸化物、ジルコニウム酸化物、ケイ素酸化物、アルミニウム
酸化物、スズ酸化物、ホウ酸若しくはリン酸、又はそれらの混合物から選択される。成分
として特に好ましいのはケイ素酸化物であるが、他の金属酸化物も添加成分として使用す
ることができる。
【００２７】
　本発明の範囲には、例えばケイ素及びゲルマニウムなどの半金属も「金属」の概念に包
含される。
【００２８】
　本発明では「ゾル／ゲル溶液」としてはいわゆる旧来のゾル／ゲル溶液を使用してもよ
く、更に例えば、初期添加物質のほかに適量の金属酸化物前駆物質、溶媒、予備縮合のた
めの僅かな量の水及び触媒（酸又は塩基）を含んでなってもよく、又はそれらのみから構
成されてもよい。更に、金属酸化物コロイド溶液＝ナノスケールの金属酸化物パウダーを
水又はその他溶媒に溶解させた溶液を使用してもよい。旧来のゾル／ゲル溶液にナノスケ
ールの金属酸化物パウダーを添加した例も少なからず存在する。溶媒としては通常、水又
は（例えばエタノール、アセトンなどの）水性／有機性の溶媒が好ましい。長期安定性を
有するゾル／ゲル溶液は、純粋な有機溶媒中でも貯蔵可能である。これらのゾルは、通常
約１～約３０重量％の色素成分を含有する透明で安定な溶液である。しかし、当該金属酸
化物成分はそれより顕著に高い含量とすることもできる。コーティング層の形成の際、溶
媒の一部を蒸発させ、それにより粒子が化学的又は物理的に凝集し、３次元架橋結合（ゲ
ル化）形成する。溶媒の完全蒸発後、溶媒不含有の多孔質ゾル／ゲルコーティング層が得
られ、より高温で反応させることにより更に架橋結合が進行し、それにより硬化し、細密
構造化する。
【００２９】
　ゾル／ゲルマトリックスは、共加水分解又は共縮合により化学的に任意に修飾してもよ
い。これらの修飾は当業者にとり公知である。
【００３０】
　この種の有機的に修飾されたゾル／ゲル化合物は、例えばＯＲＭＯＣＥＲＲ（登録商標
）の商品名として公知である。ゾル／ゲルコーティングは、様々な印刷技術により、本発
明に係る変法（ａ）に従い、原則として直接構造形成された形態、特にデジタル印刷、タ
ンポン印刷及び凹版印刷で実施できる。なぜならこれらは低粘度の液体を用いた工程にと
り好適だからである。
【００３１】
　あるいは、対象物に対して全面コーティングを行ってもよいが、この場合、後の工程に
係る当コーティング面の構造形成は、通常被覆ワニスの使用に基づく本発明に係る変法（
ｂ１）及び（ｂ２）に従って行われる。
【００３２】
　本発明に係る第１の変法（ａ）では、ゾル／ゲルコーティングに変化するゾル／ゲル溶
液を直接構造形成された状態で基板に塗布してもよい。
【００３３】
　構造形成された液コーティング層は通常、公知の印刷技術を使用して基板上に塗布でき
るが、このことに関しては、機能性コーティングの形成に使用されるゾル／ゲル溶液に関
してはこれまで知られていなかった。従来のゾル／ゲル溶液は非常に乾燥が速く、これが
印刷技術上大きなトラブルの原因になっていた。多くの方法では、溶液（特に溶媒）を修
飾しなければ利用不可能であった。それは、コーティング液が転写媒質上で、あるいは印
刷ノズルにおいて反応してしまうのが原因である。印刷工程中は凝縮反応が全く／殆ど生
じないことが重要である。そこで本発明では、従来技術とは異なり、公知の印刷技術でも
適用できる方法を提示し、それにより上記の問題を最小限に抑え、あるいは完全に回避す
ることが可能となる。
【００３４】
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　例えば溶液の粘度の調整及び／又は溶媒の適正な選択を行い、特殊な印刷技術用に設定
したゾル／ゲル溶液の使用によって初めて、これまで不可能であった印刷技術が利用可能
になった。例えば顔料を充填したシステムでは、高粘度に調製されたゾル／ゲル溶液をス
クリーン印刷に使用できる。しかし、デジタル印刷では溶液は低粘性であるのが望ましい
。
【００３５】
　ゾル／ゲル溶液は通常比較的粘度が低いため、対象物に構造形成コーティングを形成さ
せる場合、特にデジタル印刷、タンポン印刷及び凹版印刷に適している。本発明の方法（
ａ）による、既に構造形成された状態でのゾル／ゲル溶液の塗布は、上記のとおり好まし
くは低粘度ゾル／ゲル溶液を使用して公知の方法で行われる。なお「低粘度」とは、本発
明では約０．１～約１０４ｍＰａｓの範囲の粘度のことを指す。
【００３６】
　デジタル印刷技術を使用する場合、原則として、エアブラシ（解像度４２ｄｐｉ）及び
インクジェット技術（解像度約１４００ｄｐｉ）が特に適していることを見出している。
その場合はピエゾ技術に基づくのが好ましい。なぜなら、バブル式の変法とは対照的に、
ゾル／ゲル溶液がゾルの硬化を生じさせるおそれのある温度負荷に曝されることがないか
らである。機能性コーティングの製造には、４色印刷の場合とは異なり、本発明では通常
１種類のゾル／ゲル溶液しか必要ない。
【００３７】
　構造形成コーティング（特に構造形成コーティングを有する基板）の場合、例えば装飾
的カラーコーティングなどのコーティングをゾル／ゲルベースで調製する際には、ゾル／
ゲル溶液を例えばビヒクルとして含む、顔料の充填された着色料組成物を使用するのも好
ましい。その場合、顔料とビヒクル成分（溶媒含む）及び必要に応じて添加される濃縮剤
との比率の選択に応じて、組成物の粘度を非常に高く調整することができる。このような
濃縮剤としては、例えばセルロース、セルロースエーテル、澱粉、エアロゾール（熱分解
性ケイ酸）、ベントン、疎水性修飾ポリオキシエチレン、アクリレート、ポリウレタン、
ポリアミド、ポリオレフィン、ひまし油及び塩基性スルフォン酸塩が挙げられる。
【００３８】
　濃縮剤の添加により高粘性で十分なチキソトロピー性を有するゾル／ゲル溶液が得られ
るときは、構造形成コーティング液の塗布は、スクリーン印刷又はオフセット印刷、凸版
印刷及びタンポン印刷、あるいはその他の印刷技術によっても実施できる。ここで、「高
粘性」で「十分なチキソトロピー性」を有するゾル／ゲル溶液とは、剪断力が存在しない
場合の粘度が約１０３ｍＰａｓの限界を越え、特に約１０４～１０６ｍＰａｓである溶液
を意味する。チキソトロピーとは、剪断により低下した粘度が静止時には再度上昇すると
いう非ニュートン流体の特性を意味する。
【００３９】
　本発明（変法ａ）では、米国特許第５９７０８７３号公報とは異なり、「ポジ」画像生
成のベースとして用いられる「ネガ」画像が生成されず、直接ポジ構造が形成される。本
発明に係る構造形成を有する基板は結像素子ではなく、またゾル前駆物質の画像状での塗
布も行われない。すなわち、その使用はリトグラフィー印刷版の製造にはあまり適さない
。その上、ゾルとして用いられる金属酸化物のエーテル又はエステルは、少なくとも１つ
の「メラノフィル（ｍｅｌａｎｏｐｈｉｌｅ）」側鎖基を有する。
【００４０】
　本発明に係る変法（ｂ１）及び（ｂ２）では、ゾル／ゲルコーティングを基板全面に塗
布し、それに続く工程で構造形成できる。
【００４１】
　全面コーティングによる構造形成は通常、被覆ワニスの使用に基づき行う。この使用は
、本発明の変法（ｂ１）及び（ｂ２）の両方において行うことができる。
【００４２】
　本発明に係る変法の１つに従い、当該ワニスをポジワニスとして基板上に直接、コーテ
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ィングの構造形成位置に塗布してもよい（本発明に係る変法（ｂ１））。この場合、（ス
クリーン）印刷の可能な被覆ワニスを使用するのが好ましい。その際、被覆ワニスの塗布
は好ましくは既に構造形成された状態において行う。
【００４３】
　代替として、フォトレジストを使用してもよい。すなわち、当該構造形成はフォトレジ
ストの全面塗布後の第２工程で行ってもよく、それは露光及びそれに続く塗布不要な領域
からの除去により行う。その後、当該前処理を行った基板にゾル／ゲル溶液で全面コーテ
ィングを行う。但し、（スクリーン）印刷に適するワニスの使用がフォトレジストの使用
より好ましい。なぜなら、コスト面で顕著に有利であり、塗布時の労力も顕著に少ないか
らである。
【００４４】
　本発明に係るすべての方法に当てはまるが、ゾル／ゲル溶液用の溶媒又は分散剤として
は、この種の方法に適した任意の溶媒若しくは分散剤、又はその混合溶媒を使用してもよ
い。例えば、水、エタノールなどのアルコール又はアルコール／水混合液である。ケイ素
酸化物ベースのゾル／ゲルコーティング液の調製には、例えばアルコール、あるいはジオ
キサンなどの非プロトン性溶媒又は水性溶媒を使用してもよい。
【００４５】
　本発明に係る変法（ｂ１）及び（ｂ２）において塗布されるゾル／ゲルコーティングは
、好ましくは１ｎｍ～１００μｍ、より好ましくは１ｎｍ～１μｍ、特に好ましくは１～
２００ｎｍの範囲のコーティング厚である。好ましいコーティング厚はその機能により適
宜変化させてもよい。汚れ防止コーティングの場合、基板上に幾コーティングかの単一コ
ーティングが沈積しているだけ（すなわちコーティング厚の変動がｎｍ範囲）であれば、
顔料の充填されたゾル／ゲル装飾コーティングが半透明で形成されているのが好ましい場
合がある。これは、例えば最低１０μｍ又はそれを顕著に上回るコーティング厚で行って
もよい。面の全体又は一部にコーティングを塗布する場合、スプレー又は浸漬法によって
塗布するのが好ましい。それには、例えばスピンコーティング、ローラコーティング、刷
毛塗布、注流又はドクターブレード塗布など、当業者に公知のいかなる方法も使用できる
。
【００４６】
　本発明は、市販品に利用できる極めて特殊な機能を満たしたゾル／ゲルコーティングに
関する。変法（ｂ１）に基づく乾燥は、実質上溶媒全体が除去されるまで、室温（２５℃
）～３００℃の温度範囲で行うのが好ましい。その場合、ゾル／ゲル溶液の溶媒としては
水、アルコールなどの当業者に公知の全ての溶媒、好ましくはハロゲン不含有の低沸点（
１２０℃以下の沸点）及び高沸点（１２０℃～２５０℃の沸点）の溶媒、更にはそれらの
混合物が挙げられる。乾燥時間は通常数分～１日、又は数日間である。
【００４７】
　幾つかの用途では、そのようにして形成されたコーティングでは品質が良好であるため
、その後の焼付工程は必要ない。乾燥時間は用途に応じて適宜変動し、推奨される乾燥時
間をここで明示することはできない。
【００４８】
　ゾル／ゲルコーティングの乾燥後には被覆ワニスを元通りになるよう除去する。これは
、引き剥がし、拭い取り、ブラシ掛けなどの機械的手段、溶媒、水、酸又はアルカリの使
用による化学的手段によって除去してもよく、あるいは熱分解手段の利用により行っても
よい。
【００４９】
　ほとんどの用途では、ゾル／ゲルコーティングの乾燥後に焼き付けを行う。変法（ｂ１
）に基づく「焼付」は、本発明では、乾燥させたゾル／ゲルコーティングを化学反応、焼
結及び／又は拡散工程の実施によりその最終形態に変化させることを意味する。その目的
においては、乾燥コーティングの施された基板を１０分～３時間、室温～８００℃、好ま
しくは２５０℃～８００℃の温度範囲で処理する。
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【００５０】
　被覆ワニスは通常、ゾル／ゲルコーティングの硬化に必要な温度に曝すことができない
ため、焼付前に除去される。
【００５１】
　焼付はコーティングの機械的及び化学的安定性を飛躍的に高めるという利点を有する。
幾つかの例では、焼付によって初めてコーティングが本来の望ましい機能を有する。この
場合、コーティングを施された対象物は焼付工程後に初めてそれぞれの用途に適用可能な
状態となる。
【００５２】
　焼付により、コーティングの特定の特性に対して影響を及ぼすこともできる。例えば、
ＳｉＯ２－ＴｉＯ２－交互コーティングシステムの反射防止光学的（抗反射）効果は、コ
ーティングパッケージ内に存在するそれぞれの個別コーティングの屈折率によって決定的
に影響を受ける。この効果はまた構造にも依存する。化学的構造は焼付条件の選択次第で
様々な結果となる。したがって、そのようなコーティングシステムの抗反射効果等は、コ
ーティングの焼付時の条件に大きく依存する。
【００５３】
　以上の工程により、ゾル／ゲルコーティングはその好適な最終形態に変化するため、以
降の後処理工程が必要ない。
【００５４】
　本発明では、ドイツ国特許公開第１００１９８２２Ａ１号公報に記載された方法とは異
なり、例えば半導体構成部品に使用される、例えば顕微鏡観察によってしか視認できない
ようなミクロ構造は生成されない。上記方法と比較し、本発明ではマクロ構造が形成され
る領域、例えば粗構造で、必要な場合には大きな面を有する領域が作成される。これはす
なわち、作製可能な最小構造のサイズが約５０～１００μｍ程度（毛髪の太さにほぼ匹敵
）であるため、常に視認できる構造であるということである。上記のようなミクロ構造か
らマクロ構造への転換は、半導体の特殊性により、当業者にとり自明とは考えられない。
【００５５】
　本発明の別法（変法（ｂ２））では、既に全面にゾル／ゲルコーティングが施された基
板上に被覆ワニスをネガワニスとして塗布することが可能である。
【００５６】
　変法（ｂ２）に基づく溶媒の蒸発又は乾燥は、実質上溶媒全体が除去されるまで、室温
～最高２００℃の温度範囲で行うのが好ましい。その場合、ゾル／ゲル溶液の溶媒として
は水、アルコール、などの当業者に公知の全ての溶媒、好ましくはハロゲン不含有の低沸
点（１２０℃以下の沸点）及び高沸点（１２０℃～２５０℃の沸点）の溶媒、更にはそれ
らの混合物が挙げられる。乾燥時間は通常数分～１日、又は数日間である。なお、形成さ
れるコーティングは様々であるため、上記データは単なるモデル例にすぎない。
【００５７】
　この場合も、被覆ワニスの構造形成は適切な（スクリーン）印刷方法、すなわち構造形
成された状態での被覆ワニスの塗布により、あるいは塗布後のフォトリソグラフィーによ
り実施できる。次に、第２作業工程ではゾル／ゲルコーティングの不要な箇所は、例えば
適当な腐蝕性の化学物質含有液で除去される。そのような腐蝕性の化学物質含有液として
は、例えばＮａＯＨ水溶液又はＨＦ水溶液が例示される。最終的には、被覆ワニスは上記
のように機械的、化学的又は熱分解により除去される。
【００５８】
　被覆ワニスを構造形成された状態で塗布する場合、又は塗布後に構造形成する場合、焼
き付けを行わないことが好ましい。
【００５９】
　被覆ワニス（特にフォトレジスト）に関しては、当業者間で公知のいかなるワニスも使
用することができる。特に好ましいのは被覆ワニス、引き剥がしワニス、フォトレジスト
形成可能なワニス（液状レジスト、乾性レジスト）などのワニスである。使用可能な市販
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品としては、例えばカバーワニス８０　２０３９（Ｆｅｒｒｏ社）、Ｗｅｐｅｌａｎカバ
ーワニスＳＤ　２１５４（Ｐｅｔｅｒｓ社）、引き剥がしワニスＳＤ　２９６２　Ｐ（Ｐ
ｅｔｅｒｓ社）、液状レジストＡＺ　９２６０（Ｃｌａｒｉａｎｔ社）、液状レジスト　
ＡＺ　ｎＬＯＦ　２０７０（Ｃｌａｒｉａｎｔ社）、乾性レジストＥｔｃｈＭａｓｔｅｒ
　ＥＳ－１０２（ＤｕＰｏｎｔ社）及び乾性レジストＲｉｓｔｏｎ　２２０（ＤｕＰｏｎ
ｔ社）が挙げられる。
【００６０】
　本発明に基づき使用されるゾル／ゲル溶液は、好ましくは、無機及び／又は有機系の染
料、顔料及び／又は濃縮剤、分散剤、除泡剤、沈殿防止剤、表面張力調整剤、加工助剤、
脱気剤、平滑剤、工程改良剤、架橋剤、プライマーなどの添加剤からなる群から選択され
る構成成分を更に含んでなる。
【００６１】
　添加剤は、例えば特定の機能を選択的に高める目的において使用される。有機系及び／
又は無機系の染料又は顔料の添加によって、例えば更なる着色効果が得られる。更にそれ
らにより、ＩＲ又はＵＶ反射などの他の機能性をコーティングに付与することもできる。
【００６２】
　ゾル／ゲル溶液は好ましくは下記の成分を含有するか、又はそれらのみからなってもよ
い。例えば、ＳｉＯ２、アルコキシシラン、アルキルアルコキシシラン、フッ化アルキル
アルコキシシラン、ＴｉＯ２、チタンアルコキシド、コロイド状銀又はコロイド状銀化合
物などの金属酸化物、金属酸化物前駆物質又は金属単体を約１～約８０重量％、例えば水
、アルコール、その他当業者に公知の全ての溶媒、好ましくはハロゲン不含有で低沸点（
１２０℃以下の沸点）及び高沸点（沸点１２０℃～２５０℃）の溶媒を約２０～約９９重
量％、予備縮合のための水を０～約２０重量％、触媒（濃塩酸、硫酸又は硝酸などの酸、
又は苛性ソーダ溶液、苛性カリ溶液などのアルカリ液）を０～約５重量％、有機系又は無
機系の顔料又は有機系色素などの着色成分を０重量％～約５０重量％、例えば濃縮剤、分
散剤、加工助剤、消泡剤、脱気剤、沈殿防止剤、表面張力調整剤、平滑剤、工程改良剤、
架橋剤、プライマーなどの添加剤を０重量％～約１０重量％で含有してもよい。
【００６３】
　ゾル／ゲル溶液の全成分の総量は、当然１００％に補充調整される。
【００６４】
　基板に対して上記の方法で単一又は複数の構造物が付与する対象物は特に限定されない
。例えば化学物質、金属、木材、エナメル、ガラス、セラミックなど、いかなる種類の素
材にも使用できるが、特にガラス系セラミックが好ましく、ガラス及びガラス系セラミッ
ク基板に適用できる。好ましい用途としては、アルカリ不含有ガラス（例えばＳｃｈｏｔ
ｔ（株）、ＭａｉｎｚのＡＦ３７、ＡＦ４５）、例えばホウケイ酸系ガラス（例えばＳｃ
ｈｏｔｔ（株）、ＭａｉｎｚのＢｏｒｏｆｌｏａｔ３３、Ｂｏｒｏｆｌｏａｔ４０、Ｄｕ
ｒａｎ）などのアルカリ含有フロートガラス、アルミノホウケイ塩系ガラス（例えばＳｃ
ｈｏｔｔ（株）、ＭａｉｎｚのＦｉｏｌａｘ、Ｉｌｌａｘ）、アルカリ土類系ガラス（Ｓ
ｃｈｏｔｔ（株）、ＭａｉｎｚのＢ２７０、ＢＫ７）、Ｌｉ２Ｏ／Ａｌ２Ｏ３／ＳｉＯ２

フロートガラス、鉄濃度７００ｐｐｍ未満、好ましくは２００ｐｐｍ未満の脱色フロート
ガラス及びより特殊な用途として石灰／苛性ソーダ系ガラスが挙げられる。その他、Ｓｃ
ｈｏｔｔ－ＤＥＳＡＧ（Ｇｒｕｎｅｎｐｌａｎ）のＤ２６３などディスプレーガラスへの
使用も好ましい。原則的には、公知の工業用及び光学用ガラス全てに対して使用できる。
【００６５】
　アルカリ含有ガラス系セラミックとして使用される典型的なガラスセラミックとしては
、例えばＣＥＲＡＮ（登録商標）、ＲＯＢＡＸ（登録商標）又はＺＥＲＯＤＵＲ（登録商
標）（いずれもＳｃｏｔｔ（株）、Ｍａｉｎｚのブランド）などのリチウムアルミナホウ
ケイ塩（ＬＡＳ）系ガラスセラミックが挙げられるが、マグネシウムアルミナホウケイ塩
（ＭＡＳ）などのアルカリ不含ガラスセラミックにも使用できる。
【００６６】
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　本発明の範囲内においては、素材は材質面のみならず形状面でも特に限定されないため
、例えば平坦状、円形、面取りされた形状の、任意のサイズの対象物に対して使用するこ
とができる。好ましい対象物としてはガラス管、ガラス製レンズ、アンプル、カープル、
ボトル、ポット、ディスク、プレート又は他の任意形態の物品など、ガラス及び／若しく
はガラス系セラミックからなる、又はそれらを含んでなるあらゆる形態の物品が包含され
る。
【００６７】
　当然ながら、例えば任意に表面処理された、又は既にコーティング加工されたガラスな
ど、任意に表面処理され、更に既にコーティングの付与された基板にも使用できる。その
場合、基板はその表面の少なくとも一部に本発明に係るマクロ構造が付与される。当然な
がら、構造物を表面全体に付与してもよく、あるいは単一又は複数の表面の複数部分に付
与してもよい。当該構造物は、例えば片面又は両面に付与してもよく、基板の形態に応じ
て複数の面に付与してもよい。
【００６８】
　基板の非限定的な例として、タイル、琺瑯引き部品、特に覗き窓ガラスなどのガラス板
、プレート、パネル、あらゆる種類のガラス加工品、シャワー用仕切り、カバー材、調理
台、レンジ、冷蔵庫又は冷凍庫の構成部品、飲食用具、容器、防火板、暖炉覗き窓ガラス
、ソーラーエネルギー装置のカバーガラスとしてのオーブン覗き窓ガラス、医療用ガラス
、特に医薬瓶、ディスプレー用の透明ガラス又は防護カバー、ハイファイ装置、コンピュ
ータ又は通信装置の構成部品などが挙げられる。所望のマクロ構造を得るために単一コー
ティングのみならず複数コーティングシステムも使用できることは自明である。
【００６９】
　本発明に基づき製造された、部分的又は全面的にマクロ構造形成されたコーティングも
本発明に包含される。これは、例えば機能性コーティングの形態で使用できる。すなわち
、部分的又は全面的に構造形成されたコーティングは、１つ又は複数の特殊な機能又は特
性を有する。本発明により構造形成された機能性コーティングとしては、例えば抗反射コ
ーティング、カラーコーティング、装飾コーティング、光触媒コーティング、抗菌コーテ
ィング、抗ウイルスコーティング、防黴コーティング、抗殺菌剤コーティング、藻類抑制
コーティング、曇り防止コーティング、汚れ防止コーティング、臭気中和コーティング、
指紋防止コーティング、空気浄化コーティング又はそれらの組み合わせが挙げられる。
【００７０】
　部分的又は全面的にマクロ構造形成されたコーティングを有する本発明に係る基板の用
途は非常に多岐に亘っている。その例を以下に列挙する。特にマッフル付きのベーキング
オーブン処理によるセラミック系、琺瑯系又はガラス系等のタイル、琺瑯引き部品、例え
ばガラス製又はセラミック製の家庭用又は試験室用作業プレートなどのプレート、あらゆ
る種類のガラス加工品、特に窓関係、例えばキャビネット用の絶縁ガラス製ドア、額縁、
建材ガラス、特にディスプレー用の防護カバー材、プール、魚類養殖槽など液体収容器の
内張り、例えば乗物の後部反射鏡などのミラー、特に列車の外壁などの壁、例えばガラス
製又はプラスチック製のシャワー仕切り板、特にオーブンの覗き窓ガラスなどのガラス板
、暖炉及び電子レンジの覗き窓ガラス、広告パネルなどのパネル、例えばガラス製、セラ
ミック製、プラスチック製又は木製のまな板などの台所用品、例えばガラス製、セラミッ
ク製、プラスチック製又は金属製の保管ケース、例えばガラス系セラミック製レンジなど
のレンジ、ベーキング用の皿などの容器、ドリンクグラスなどの飲食容器、例えば冷凍庫
の挿入板、挿入面又は引き出しなど、オーブン、洗浄機又は冷凍庫及び冷蔵庫の装備品。
【００７１】
　更に、その他の使用可能性として、例えば家庭用機器のガラス系セラミックプレート、
ソーラーエネルギー装置用ガラスカバー、蒸気精錬機のような食器洗い器又は炊飯器の覗
き窓ガラス、防火ガラス板、例えば薬品瓶など医療用ガラス、例えば牛乳類用のコーティ
ングされた容器又はパイプ、ディスプレー用の覗き窓ガラス又はカバー、ハイファイ装置
、コンピュータ又は通信機器の構成部品、飲食用具、哺乳瓶、窓、光学レンズ、試験室用
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ガラス器具、特にホウケイガラス器具が挙げられる。
【００７２】
　以下では、構造形成ゾル／ゲルコーティング及び基板の用途を幾つか紹介する。一例は
コスト的に有利な抗反射コーティング（ローコスト抗反射）であり、例えばコロイド状ゾ
ルへの浸漬により形成できる。
【００７３】
　コーティングの構造形成は、主として基板／構成部品の縁領域で行う。それは、システ
ム全体への組込を容易化又は完璧化するためであり、それにより抗反射コーティングシス
テムの作製が可能となる。
【００７４】
　可視スペクトル領域に対する公知のガラス反射防止加工としては、Ｓｃｈｏｔｔ（株）
のＡＭＩＲＡＮ又はＭＩＲＯＧＡＲＤ反射防止加工が挙げられる。それは、例えば３コー
ティング、すなわち平均的屈折率を有する第１コーティング、その上に高屈折率を持つ、
殆どはＴｉＯ２から成るコーティング、更にその上に低屈折率を持つ、殆どはＳｉＯ２か
ら成るコーティングが沈積して構成された干渉フィルタである。以上を踏まえると、低屈
折率のＳｉＯ２コーティングと高屈折率のＴｉＯ２コーティングが交互に積層する、本発
明に係る３コーティング又は５コーティング構造の方がより好ましい。これは主にＳｉ及
びＴｉ含有ゾルへの浸漬により形成される。このコーティングの施された平坦ガラスは、
例えば建築用ガラス又は額縁用ガラスとして使用されている。コーティングシステムの構
造形成は、例えばロゴの構成など、主として装飾目的に利用されている。
【００７５】
　所望の光学的効果は、システムの単一コーティング又は複数コーティング、好ましくは
システムの最終コーティングにおける構造形成によって、あるいは構造形成された状態に
おける追加コーティングの付与によって実施できる。
【００７６】
　別の用途としては、透明ガラス系セラミックの下面に施される着色コーティングが挙げ
られる。これは、好ましくは顔料の充填されたゾル／ゲル着色料をベースに構成される。
当着色料は、原則として様々な粘度に調整できるため、既述の方法以外に低粘度ゾル／ゲ
ル溶液の塗布のための方法、特にスプレー法及び注流法が、また必要に応じてスクリーン
印刷技術を使用できる。
【００７７】
　下面コーティングされたガラス系セラミックは、例えばクッキングプレートとして使用
される。この場合、コーティングの構造形成物はディスプレー及び装飾目的で利用される
。
【００７８】
　透明な着色コーティング層を形成することも可能である。その場合、好ましくは有機染
料を溶解させたＳｉ含有ゾルをベースに調製する。透明着色コーティングはとりわけ装飾
目的に利用される。但し構造形成についても同じことが言える。
【００７９】
　更に光触媒コーティングも可能である。その例としてはＴｉＯ２コーティング（鋭錐石
）が挙げられ、コロイド状ＴｉＯ２ゾルへの浸漬又はその遠心回転により形成される。こ
のコーティングは自己清浄化特性を有しており、その理由から次のような非常に幅広い用
途範囲を有する。抗菌加工、抗ウイルス加工、防黴加工、抗殺菌剤加工、藻類付着防止加
工、曇り止め加工、指紋防止コーティング形成加工、臭気中和加工、空気清浄化加工など
。
【００８０】
　その応用として、例えば床面タイル、魚の養殖槽、乗物の後部反射鏡、列車の外壁、建
築用ガラスなどに当該光触媒コーティングが施される。すなわちこの場合、コーティング
の構造形成は主としてコーティングされた部品のシステム全体への簡便な組み込みに利用
され、つまりその必要前提条件となる。
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【００８１】
　本発明によれば、抗菌コーティング層を形成することも可能である。これは、好ましく
はＡｇ含有コロイド状ゾルへの浸漬により形成される。このようにコーティングされた構
成部品は冷蔵庫に使用することができる。構造形成はこの場合、主として縁部分を対象に
行われるが、これは構成要素のシステムへの組込を容易化する効果を有し、それが必要条
件になることもある。更なる効果としては、非常に高価なコーティングの塗布を関連する
領域に絞ることができ、量的に節約できる。
【００８２】
　その他の例としては汚れ防止コーティングが挙げられ、その場合ガラス及びガラス系セ
ラミックを、例えばフッ素化炭化水素鎖とのシラン化反応で修飾する。それによって表面
は疎水性となるため、表面エネルギーが低下して非常に簡便に洗浄できるようになる。汚
れ防止コーティングを有する構成要素は、特に「白物製品」の領域、しかも特に「高温」
での使用条件（３００℃までの継続的負荷条件）下に置かれるものに使用される。具体例
としては、オーブン覗き窓ガラス、ベーキング受け皿、レンジなどがある。
【００８３】
　コーティングの構造形成はこの場合、例えば基板／構成要素のシステム全体への組込（
例えば接着）を簡便にするか、又は全く初めて可能にすることを目的とする。
【００８４】
　本発明の利点は豊富に存在し、本発明ではそれらによる基板及びその製造方法の提供に
関する。すなわちゾル／ゲル技術の長所を利用することができ、ウエットな化学的方法に
より、少ない労力、少ないコストで構造形成コーティングが施された基板を提供すること
ができる。基板は特に限定されないが、特に好ましくはガラス及びガラス系セラミックで
ある。
【００８５】
　ゾル／ゲル技術は意外にも、任意に構造形成された基板の製造に適用でき、その場合低
粘性溶液を使用してもよい。そのような場合でもシャープで滲みのない構造が得られる。
更に、ゾル／ゲル溶液の粘度は任意に調整できるため、低粘性及び高粘性いずれのゾル／
ゲル溶液によっても作業でき、それにより各種用途で最高の結果が得られる。
【００８６】
　構造形成された状態でのゾル／ゲル溶液の塗布は、公知の塗布方法及び印刷方法で実施
することができ、特殊な装置を用意する必要はない。
【００８７】
　ゾル／ゲル法により、大面積に対する経済的な構造形成が可能となる。特に、この場合
でも水性システムを使用できるため、塗布された構造が有毒な溶媒を遊離させることなく
、完全に不活性で、室内でも何不自由なく使用できる。
【００８８】
　本発明に係る変法が３つ存在し、その中から適切な方法を選択できるため、幅広い使用
柔軟性が得られる。
【００８９】
　ゾル／ゲル法によって生成されるこの種の構造は、上記のほかにも、良好な機械的安定
性、耐熱性及び光安定性、更には室温での製造可能性、また必要な場合には高いスペクト
ルでの透明性という長所も有する。
【００９０】
　そのほか、この種ゾル／ゲルコーティングは毒物学的にも生物学的にも不活性であるた
め、ほとんどの場合微生物の栄養源とはならないことも長所である。無機のゾル／ゲルと
して生成された構造物は、硬化状態では汚染が生じない構造である。ゆえに、これは食品
と接触する製品への使用にも適する。
【００９１】
　本発明で使用されるゾル／ゲル法によれば、薄いガラス状の、適宜着色された多様な構
造として形成された機能性コーティングを形成することができる。特定の用途に適する指
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定どおりの構造を形成できる。
【００９２】
　下記の実施例は、本発明に係る方法を例示するものである。それらは飽くまで例示であ
り、単なる利用可能性を示すものと理解すべきであり、本発明はその内容に限定されるも
のではない。
【実施例】
【００９３】
＜実施例１＞
ディスプレー可能な下面カラーコーティング付き透明ガラス系セラミック製レンジ：
　ディスプレー可能な下面コーティング面にはクッキングプレートの各位置に空間が存在
し、そこに電子表示面及び発光ダイオードが配置されている。それにより、レンジ面から
電子表示素子が見易くなっている。コーティング層の構造形成では、初めにクッキングプ
レートの所望の箇所を被覆ワニスでマスキングする。その場合、通常スクリーン印刷技術
での使用に十分な粘度を有するチキソトロピー性のワニス（例えば、Ｐｅｔｅｒｓ社のＷ
ｅｐｅｌａｎ被覆ワニスＳＤ　２１５４　Ｅ、Ｐｅｔｅｒｓ社の脱色ワニスＳＤ　２９６
２　Ｐ又はＦｅｒｒｏ社の脱色ワニス８０　２０３９）を使用する。使用するワニスの種
類によっては、後続の作業工程の前に焼付処理（最高温度２００℃）を行うのが特に好ま
しい。
【００９４】
　以下では、スプレー可能な顔料充填ゾル／ゲル着色剤（色調：ピンク）の例を記載する
。
【００９５】
ビヒクルの調製：
４４．３ｇのテトラエトキシシラン（ＴＥＯＳ）：
１９．５ｇの蒸留水：
８．９ｇのエチレングリコール：
１．８ｇの濃縮塩酸（３７％）：
これらを添加し、全成分を一度に混合し、当該混合物を３時間撹拌する。
【００９６】
着色剤の調製：
１００ｇのビヒクル：
３５．７ｇのＩｒｉｏｄｉｎ　１０３　Ｒｕｔｉｌ　Ｓｔｅｒｌｉｎｇ　Ｓｉｌｖｅｒ：
３．６ｇのＢａｙｆｅｒｒｏｘ　１８０：
７．１ｇのＡｅｒｏｓｉｌ　ＯＸ５Ｏ：
顔料及び充填材をビヒクル内に添加し、溶解ディスク付き撹拌器により撹拌する。スプレ
ー適性の調整のため、当着色剤を更に４３．０ｇのｎ－プロパノールと混合する。
【００９７】
　続いて、顔料の充填されたゾル／ゲル着色料を、例えばスプレー法又は注流法により基
板全面に塗布し、十分な時間風乾させる。
【００９８】
　使用した被覆ワニスを、その種類に応じた適切な方法により元通りに除去する。これは
、例えば有機溶媒（例えばアセトン）によるコーティング処理、あるいは機械的な引き剥
がしにより可能である。その結果、ディスプレー面が解放される。最後に構造形成コーテ
ィングを適切な条件で焼き付ける。
【００９９】
＜実施例２＞
ロゴマーク付きの反射防止Ｍｉｒｏｇａｒｄガラス板：
　反射防止Ｍｉｒｏｇａｒｄガラス板をロゴで装飾するために、ロゴの表示されるそれぞ
れの位置では、ＡＲ３コーティングシステムによる抗反射作用が損なわれる。それにより
、いわゆる「コントラスト模様」（又は「間接的模様」）が現われる。後者、すなわち低
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屈折率ＳｉＯ２コーティングが所望の位置に存在しなければ、ＡＲ作用を有さなくなる。
これは、最終コーティング工程においてデジタル印刷技術の利用によりＳｉ含有ゾルを塗
布することによっても可能である。ＳｉＯ２コーティングは構造形成された状態で直接適
用され、もはや全面コーティングの必要がない。
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